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DESCRIPCION
Composicion y método para eliminar el pelo de la piel
La presente invencion se refiere a composiciones depilatorias y a métodos y usos relacionados con ellas.

La eliminacioén del pelo se ha realizado por una variedad de razones durante muchos siglos, y hay muchos métodos
mediante los cuales se puede efectuar la eliminacién del pelo. Uno de tales métodos es la depilaciéon quimica, en la
que se aplica un producto quimico para debilitar el pelo, permitiendo que sea eliminado mas faciimente.
Tipicamente, una composicion depilatoria quimica comprende un material que rompe los enlaces de disulfuro de la
queratina en el pelo. Las composiciones depilatorias mas normales se basan en acidos tioglicélicos o sus sales, por
ejemplo tioglicolato de calcio.

Las composiciones depilatorias de la técnica anterior funcionan tipicamente reduciendo los enlaces de disulfuro. Sin
embargo, debido a que contienen compuestos de tioglicolatos, estas composiciones tienen un olor desagradable.
También es necesario usar formulaciones que tienen un pH elevado, a fin de que el agente activo a base de
tioglicolato sea eficaz. Las composiciones son de este modo corrosivas y pueden causar una irritacion seria de la
piel, especialmente si se usa de forma regular.

La presente invencion busca proporcionar una composicion depilatoria alternativa que no contenga un compuesto
derivado del acido tioglicélico como el unico agente depilatorio.

Segun la presente invencion, se proporciona un método para eliminar el pelo de la piel, comprendiendo el método
las etapas de:

a) poner en contacto la piel con una composiciéon que comprende un compuesto de férmula (la) o (Ib):
(R-S0,-007),M™ (Ia)
(R-CX-00"),M™ (Ib)

y

b) eliminar dicha composicién de la piel junto con pelo atrapado;

en el que X puede ser O, S o NR1; nes 1, 2 6 3; M puede ser hidrégeno, un metal alcalino, un metal divalente,
N(R?), un grupo alquilo o arilo opcionalmente sustituido, o un grupo de férmula RC=X;

cada uno de R’ y R? se selecciona de hidrégeno y un grupo alquilo opcionalmente sustituido; en el que cada R se
selecciona independientemente de un grupo de férmula R®NH, un grupo alquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo o
heterociclico no aromatico opcionalmente sustituido, hidroxido, un atomo de hidrégeno, o un grupo que tiene la
formula (11):

O O

N N

R4
(.

en el que cada R* representa independientemente un atomo de hidrogeno o un grupo alquilo; p es de 0 a 30, y cada
R® se selecciona independientemente de un grupo alquilo, arilo, heteroalquilo, cicloalquilo o heterociclico no
aromatico opcionalmente sustituido, hidréxido, un atomo de hidrégeno o un grupo de férmula (11).

La persona experta apreciara que el resto CX representa un grupo carbonilo, tiocarbonilo o imina.

De forma adecuada, cuando R o R® es un grupo que tiene la férmula (I1), cada R* es idéntico. Muy adecuadamente,
cuando R o R® es un grupo que tiene la formula (1l), cada R* es un atomo de hidroégeno. Preferiblemente, p es 0 a
10, mas preferiblemente 0 a 5.

En algunas realizaciones preferidas, R representa un grupo alquilo o atomo de hidrégeno. Cuando R es un grupo
alquilo, es preferiblemente un grupo alquilo que tiene 1 a 20, por ejemplo 1 a 14 atomos de carbono.

Preferiblemente, R® representa un grupo alquilo o atomo de hidrégeno. Cuando R® es un grupo alquilo, es
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preferiblemente un grupo alquilo que tiene 1 a 20, por ejemplo 1 a 14 atomos de carbono.

El compuesto de formula (Ib) en el que R es R®’NH y X es O puede ser en algunas realizaciones un percarbamato de
diacilo, en el que M es un grupo R*NHCO adicional.

Tales percarbamatos de diacilo son compuestos que tienen la férmula
R3-NH-CO-0-0-CO-NH-R®

en la que R® es como se define anteriormente. En tales compuestos, cada R® puede ser igual o diferente. Los
percarbamatos de diacilo preferidos son compuestos en los que cada R*es un grupo arilo opcionalmente sustituido.

Preferiblemente, M es hidrégeno, un cation monovalente, por ejemplo sodio o potasio, o un cation divalente, por
ejemplo calcio o0 magnesio.

En algunas realizaciones preferidas, X es O y R es R’NH, y de este modo el compuesto de férmula (Ib) es acido
percarbamico o un derivado del mismo.

Se prefieren especialmente realizaciones en las que R es R*NH y R®es hidrégeno.

En algunas realizaciones preferidas, X es O y R es OH, y de este modo el compuesto de féormula (I) es acido
percarbénico o un derivado del mismo.

En algunas realizaciones preferidas, X es O y R es hidrégeno o un grupo alquilo o arilo opcionalmente sustituido, y el
compuesto de férmula (Ib) es un peracido o un derivado del mismo.

En algunas realizaciones, el compuesto de férmula (la) o (Ib) puede ser un compuesto estable comercialmente
disponible, por ejemplo monoperoxiftalato de magnesio.

Preferiblemente, sin embargo, el compuesto de férmula (la) o (Ib) se genera in situ. Por in situ se quiere decir que se
genera formulando una composicidon que comprende componentes precursores que reaccionan para formar el
compuesto de férmula (la) o (Ib).

De forma adecuada, los compuestos de férmula (la) o (Ib) se preparan in situ haciendo reaccionar un compuesto
precursor con un compuesto de peréxido.

Los compuestos precursores adecuados para preparar compuestos de férmula (Ib) incluyen acidos carboxilicos,
acidos carbodnicos, acidos carbamicos, sales de cianato, amidas y carbonato de amonio.

El compuesto precursor se puede seleccionar de compuestos conocidos comercialmente disponibles que reaccionan
con peroxido de hidrogeno para formar compuestos de formula (I). Los ejemplos de tales compuestos incluyen
tetraacetiletilendiamina (TAED), nonanoiloxibencenosulfonato de sodio (SNOBS) y dicianodiamida (DiCy). Otros
compuestos de este tipo son bien conocidos por los expertos en la técnica, y estan dentro del alcance de la presente
invencion.

Los compuestos precursores adecuados para preparar compuestos de formula (la) incluyen sales de acidos
sulfamicos, sulfamidas, ésteres sulfonilicos de formula RSO,OR’ (por ejemplo mesilatos y tosilatos) y tioésteres de
sulfonilo de féormula RSO2SR’.

El compuesto de peréxido se puede seleccionar de cualquier fuente de perdxido conocida por los expertos en la
técnica. Preferiblemente, se selecciona de peroxido de hidrogeno o un hidroperéxido de formula R°OOH en la que R’
es un grupo alquilo de Cq a Ca.

Como alternativa, el compuesto de perdxido puede comprender una fuente de peréxido sélido, que libera peroxido
de hidrégeno al contacto con el agua. Tales fuentes de peroxido sélido incluyen perboratos y percarbonatos.

Lo mas preferible, el compuesto de perdxido es perdxido de hidrégeno. Preferiblemente, éste se proporciona como
una disolucién acuosa de peroxido de hidrégeno.

En algunas realizaciones, el peroxido de hidrégeno puede estar presente en la composicion como el anion
perhidroxi.

Los compuestos de férmula general (Ib) en la que R representa R*NH y R® es hidrégeno se pueden preparar
mediante la mezcla en una composicién acuosa de cianato (por ejemplo, un cianato de metal alcalino o de amonio, o
un cianato de metal divalente) y peréxido de hidrégeno (o el anion perhidroxi). Se cree que la reaccion para producir
el compuesto de férmula (Ib) transcurre via acido isocianico HN=C=0.

Tales compuestos de formula (Ib) en la que R representa R*NH y R® es hidrégeno también se pueden preparar
mediante la mezcla en una composicion acuosa de formamida y perdxido de hidrégeno (o el anién perhidroxi).
Nuevamente, se cree que la reaccion transcurre via acido isocianico, segun lo siguiente:
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H-C=(0)-NH; + HOOH — HO-C=(0)-NH2 < HN=C=0 + H,0

Los compuestos de formula (Ib) en la que R representa R*NH y R® es hidrégeno también se pueden preparar
mediante la mezcla en una disolucion acuosa de carbonato de amonio y perdxido de hidrogeno (o el anién
perhidroxi). En este caso, se cree que la reaccion transcurre via acido carbamico.

El carbonato de amonio se proporciona habitualmente como un compuesto impuro, y las fuentes contienen
habitualmente cantidades significativas de carbamato de amonio y cianato de amonio (NHs"OOC-NH, y NH;“OCN),
los cuales son capaces de reaccionar con peréxido de hidrogeno para formar acido percarbamico:

H-0-0-H + HOOC-NH; — H2N-C=0-0-O-H + -OH
H-0-0-H + HN=C=0 — H,N-C=0-0-O-H
[NH4-"OCN + H;0 < HN=C=0 + NH,OH]

La presencia de acido carbamico en la disoluciéon de carbonato de amonio se puede explicar debido a la reaccién de
los productos de descomposicion: amoniaco y didxido de carbono.

Las especies presentes en disolucion son de este modo:
NH;""0-(C=0)-OH, 0=C=0, NH3
Estas pueden reaccionar segun lo siguiente para formar acido carbamico:
0=C=0 + NH®> - HOOC-NH,
El acido carbamico puede reaccionar entonces con peréxido de hidrogeno para formar acido percarbamico.

Un método preferido para generar compuestos de férmula general (la) y (Ib) comprende hacer reaccionar un
compuesto de carbamato de la férmula general (llla) o (llib):

R-SO,-L (Illa)
R-CX-L (llib)

con perdxido de hidrégeno (o el anion perhidroxi), en el que R y X son como se definen anteriormente, y L es un
resto desplazado por el anién "OOH.

Preferiblemente, L se selecciona de hidréxido, fosfonato, fosfinato, tiourea o un grupo amonio cuaternario; o de
grupos de la férmula —SOsM’ en la que M’ representa un atomo de hidrogeno, o un atomo de metal alcalino, o un
grupo amonio; o de grupos de la férmula

-XR%°0-Y(R%):

en las que X representa un atomo de oxigeno o de azufre, Y representa un atomo de nitrégeno, y R® se selecciona
de hidrogeno, grupos alquilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, amino opcionalmente
sustituido, ciano, hidroxilo y alquilcarbonilo opcionalmente sustituido, en el que L es —Y(R5 2, cada grupo R® puede
ser igual o diferente, y se selecciona independientemente de la lista anterior, o los grupos R e Y pueden representar
juntos un grupo heteroarilo o heterociclico no aromatico opcionalmente sustituido.

Los sustituyentes adecuados de un grupo arilo o heteroarilo incluyen halégeno, especialmente atomos de fluor, cloro
y bromo, y grupos nitro, ciano, hidroxilo, alquilo, haloalquilo, haloalcoxi, alcoxialquilo, ariloxi, alcoxi, alcoxialcoxi,
amino, mono- y dialquilamino, aminoalquilo, mono- y dialquilaminoalquilo, amido, mono- y dialquilamido, y grupos de
férmula —SO3M’ 0 —COOM'’ en los que M’ es como se define anteriormente. Un sustituyente especialmente preferido
de un grupo arilo es —SO3M’.

Cualquier grupo arilo o heteroarilo sustituido puede estar adecuadamente sustituido con uno a tres sustituyentes,
preferiblemente con un sustituyente.

Los sustituyentes preferido de un grupo alquilo o de un resto alquilo en un grupo mas grande, o de un grupo
cicloalquilo o heterociclico no aromatico, incluyen halégeno, especialmente atomos de fluor, cloro o bromo, y grupos
nitro, ciano, amidotio (-S-CONH;), amidoamino (-NH-CONH), hidroxilo, alcoxi, haloalcoxi, -COOM’, alcoxicarbonilo,
amino y mono- y dialquilamino y —SO3sM’, en los que M’ es como se define anteriormente.

Los sustituyentes preferidos de un grupo amino (incluyendo un grupo mas grande tal como amido) incluyen grupos
alquilo, ciano, hidroxilo, alcoxi, amino, amido, tioamido (-CSNH-), aminosacarido, poliaminosacarido (por ejemplo,
grupos glucosamino y poliglucosamino). Preferiblemente, un grupo amino no esta sustituido o esta monosustituido, o
disustituido con dos grupos alquilo, especialmente metilo.
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Los grupos heteroarilo o heterociclico no aromatico preferidos contienen 1-3 heteroatomos anulares seleccionados
de oxigeno, azufre o nitrégeno. Los grupos preferidos tienen al menos un atomo de nitrégeno anular. Los grupos
heteroarilo y heterociclico no aromatico preferidos incluyen grupos pirazina y piridina, que no estan sustituidos o que
estan sustituidos por un Unico grupo seleccionado de —COOM’ y —CONHa, en los que M’ es como se define
anteriormente; grupos piperidina y morfolina, que no estan sustituidos o que estan sustituidos con un Unico grupo
alquilo de C14; y heterociclos no aromaticos biciclicos que contienen uno o dos atomos de nitrégeno, por ejemplo
azabiciclooctano y diazabiciclooctano.

Una subclase preferida de grupos L es aquella de formula —SO3M'’ en la que M’ es como se define anteriormente.

Una subclase preferida de grupos L es aquella de férmula —SX en la que X representa un grupo ciano, SOsM’ (en el
que M’ es como se define anteriormente) o un grupo alquilo de C1.6 opcionalmente sustituido (preferiblemente no
sustituido o sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de —COOM’, -SOsM’,
hidroxilo, amidotio, amino opcionalmente sustituido (preferiblemente NH, o -NH-CONH,), alcoxi opcionalmente
sustituido (preferiblemente no sustituido), amido opcionalmente sustituido (preferiblemente -CONH;) y —COOY, en
los que M’ es como se define anteriormente e Y es un grupo alquilo opcionalmente sustituido (preferiblemente no
sustituido)).

Los grupos L especialmente preferidos son —SCN y —SO3sM'’. Con relacion a cualquiera de las definiciones anteriores,
preferiblemente M’ representa hidrégeno o un atomo de metal alcalino; y especialmente hidrogeno o sodio.

Una subclase de grupos L digna de mencién es aquella de formula —OX’ en la que X' representa un grupo alquilo
opcionalmente sustituido (preferiblemente no sustituido), un grupo arilo opcionalmente sustituido (preferiblemente no
sustituido) o un grupo alquilcarbonilo opcionalmente sustituido (preferiblemente no sustituido), o un grupo —-CHO u —
OCN. Un grupo L preferido de formula —OX’ es -O-PhSO3sM’, en el que M’ es como se define anteriormente.

En una realizacion especialmente preferida, X’ es H, y L es OH.

it

Una subclase de grupo L digna de mencién es aquella de formula -NX"X™ en la que X" y X
grupos alquilo, o X” puede ser un atomo de hidrégeno y X”
amino, aminosacarido o poliaminosacarido.

pueden ser ambos
puede ser un grupo ciano, alquilo, hidroxilo, amido,

Una subclase de grupos L digna de mencién es aquella de formula -P(=O)R’R” en la que R’ representa hidroxi y R”
representa hidrogeno o hidroxi o amido.

Una subclase Q" de grupos L digna de mencién es aquella conectada al grupo C=0 mediante un atomo N, siendo
el grupo Q un resto de amonio cuaternario formado a partir de una amina terciaria, o un grupo heteroarilo o
heterociclico no aromatico como se detalla anteriormente.

Los ejemplos de grupos L adecuados incluyen:

OH, H, imidazol, N-metiltaurina, acido nicotinico, amida nicotinica, diazabiciclooctano (DABCO), sarcosina, N-
metilaminoacidos incluyendo N-metilsarcosina y N-metilglicina, N-metilmorfolina,

H
|
—S$—CH,COOH —P=0
OH
—S—(CH,),SO,H
OH
—S—(CH,),NH, =0
|
—OMe oH
—O—Ph-SO,M
—(NH-glucosamina),
—N(CH,),
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' Q
— ~NH-—C—NH,
—NH—OH
—NH—NH,
—o0-CoR*
i (que se rompe hasta
—0-C—H O ‘_'"O—CH(OH);2 C02y H2)

en los que R*es un grupo alquilo o un atomo de hidrégeno, y especialmente:

SO3M’ (especialmente SOsH y SO3Na)

COONa CONH,

-NHCN
§
—P—OH —I?—CONHQ
4 OH
—O. _OH
NH, .
—s—C] —SCN  —OCN "N CF
NH H H

Se deberia sefalar que los compuestos adecuados NHR-CO-L incluyen compuestos que pueden tener mas de un
grupo NHR-CO-, y asi muchos ofrecen mas de un punto de ataque al peroxianién. Un ejemplo de compuesto de este
tipo es biuret.

Los compuestos de formula (IlIb) en los que R representa hidrogeno se pueden preparar mediante una reaccion que
emplea un cianato de metal alcalino o de amonio y un compuesto HL en el que L es como se define anteriormente.
Se prefiere un cianato de metal alcalino, de forma notable cianato de sodio. Se cree que la reaccion transcurre via
acido isocianico HN=C=0. Los compuestos (llIb) resultantes se pueden aislar, pero, si se desea, se pueden poner
en contacto con peroxido de hidrégeno o el anidn perhidroxi in situ para proporcionar una composicion para uso en
el método de tratamiento del primer aspecto de la presente invencion.

Preferiblemente, el procedimiento que emplea un cianato de metal alcalino o de amonio y un compuesto de férmula
HL se lleva a cabo en presencia de un disolvente, mas preferiblemente en disolucidon acuosa. De forma adecuada, el
pH de la mezcla de reaccion se mantiene entre 2 y 10, lo mas preferible entre 4 y 8. Sin embargo, el pH necesario
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dependera de la naturaleza de L.

Cuando L es un grupo saliente que contiene azufre, el pH se mantiene preferiblemente entre 4 y 5 durante todo el
tiempo de la reaccion.

Cuando L es un grupo saliente que contiene amina terciaria, tal como piridina, el pH se mantiene preferiblemente
entre 6,5y 7,5 durante todo el tiempo de la reaccion.

Cuando L contiene un resto de alcoholato, el pH se mantiene preferiblemente entre 7 y 8 durante todo el tiempo de
la reaccion.

Preferiblemente, la reaccion se lleva a cabo a una temperatura entre 0°C y 100°C, mas preferiblemente entre 10°C y
50°C, y lo mas preferible a temperatura ambiente.

En realizaciones especialmente preferidas, la presente invencion comprende poner en contacto la piel con un
compuesto de formula (Ib) en la que X es O, R es NHz, y M es un metal alcalino, esto es, un compuesto de férmula
(IV):

o

Lo

H,N 00 M
(V)

De forma adecuada, este compuesto se genera in situ mediante la reaccion de una sal de cianato con un compuesto
de perodxido. Las sales de cianato preferidas son sales de metales alcalinos y de amonio. Son muy preferidos cianato
potasico, y especialmente cianato de sodio.

La etapa (a) del método de la presente invencion comprende preferiblemente poner en contacto la piel con una
composicion en la que el compuesto de formula (Ia) o (Ib) se ha generado in situ. De forma adecuada, el método
comprende de este modo poner en contacto la piel con una composicién que comprende un compuesto precursor y
un compuesto peroxidico.

Preferiblemente, el compuesto precursor esta presente en una concentraaon de al menos 0,1 moldm?,
preferlblemente al menos 0,25 moldm™, mas g)referlblemente al menos 0,5 moldm™ , preferiblemente al menos 0, 75
moldm™, lo mas preferible al menos 1 moldm

El comguesto precursor puede estar presente en una concentracion de hasta 10 moldm™ , por ejemplo hasta 7,5
moldm™, preferiblemente hasta 5 moldm™, mas preferlblemente hasta 4 moldm™. En algunas reallzaC|ones puede
estar presente en una cantidad de hasta 3, 5 moldm™ , por ejemplo en una cantidad de 1,2 moldm™ a 3 moldm™.

En algunas reahzamones preferldas el compuesto precursor esta presente en una cantidad de 2 a 5 moldm™ , por
ejemplode 3a 4 moldm™

Adecuadamente, el compuesto peroxidico esta presente en una cantidad suficiente ?ara proporcionar el peréxido de
hidrégeno actlvo o el anion perhidroxi a una concentracwn de al menos 0,1 moldm™ masspreferiblemente al menos
0,2 moldm®, por eJempIo al menos 0,3 moldm™, preferiblemente al menos 0,4 moldm mas preferiblemente al
menos 0,5 moldm™

Puede estar presente en una cantidad de hasta 10 moldm™ , por ejemplo hasta 7,5 moldm™ , preferiblemente hasta 5
moldm™ Y mas preferiblemente hasta 4 moldm™ Adecuadamente esta presente en una cantldad de 0,6 moldm™ a
3,5 moldm

Cuando hay mas de un compuesto precursor o mas de un compuesto peroxidico, las cantidades anteriores se
refieren a todos los citados compuestos presentes en la composicion.

La persona experta apreciara que las cantidades anteriores se refieren a la cantidad de compuesto precursor y
peroxido de hidrogeno o anién perhidroxi que se afiade a la composicion. Por supuesto, una vez formulados, los
componentes de partida reaccionaran de forma adecuada para formar el compuesto de férmula (1) in situ, y de este
modo la composicién final puede ser diferente.

De forma adecuada, la composiciéon es una composicion acuosa, y preferiblemente comprende de 10-99% en peso
de agua, mas preferiblemente de 50-95% en peso de agua.

La composicion puede comprender un disolvente o diluyente adicional. Los disolventes y diluyentes adecuados se
pueden seleccionar de los especificados para uso cosmético por el Scientific Committee on Consumer Products
(SCCP) gestionado por el Directorate General for Health and Consumer Protection of the European Commission. El
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SCPP aprueba una lista de productos quimicos para uso que se denomina como la Lista INCI (Lista de
Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos).

Los disolventes y diluyentes preferidos incluyen agua, etanol, isopropanol, n-propanol, butanol, propilenglicol,
etilenglicol, éter monoetilico, y sus mezclas. En la lista INCI se proporcionan otros disolventes adecuados.

En algunas realizaciones preferidas, la composicién comprende un tensioactivo. Este esta4 adecuadamente presente
en una cantidad de 0,001 a 25% en peso, preferiblemente de 0,01 a 20% en peso, mas preferiblemente de 0,05 a
15% en peso, por ejemplo de 0,1 a 10% en peso.

Los tensioactivos adecuados incluyen tensioactivos anionicos, tensioactivos catiénicos, tensioactivos no idnicos y
tensioactivos bipolares. Se prefieren particularmente los tensioactivos bipolares, y los mas preferidos son las
betainas, por ejemplo lauramidopropilbetaina. Otros tensioactivos adecuados incluyen los enumerados en la lista
INCI. Los tensioactivos no alérgicos adecuados son conocidos por los expertos en la técnica.

La composicion puede comprender uno o mas espesantes. Los espesantes preferidos incluyen aquellos
proporcionados en la lista INCI. Los ejemplos de tales espesantes incluyen acido oleico, alcohol cetilico, alcohol
oleilico, cloruro de sodio, alcohol cetearilico, alcohol estearilico, espesantes sintéticos tales como Carbopol, Aculyn y
Acrosyl, y sus mezclas. Los espesantes preferidos para uso aqui son Aculyn 22 (RTM), copolimero de esteareth-20
metacrilato; Aculyn 44 (RTM), resina de poliuretano y Acusol 830 (RTM), copolimero de acrilatos que estan
disponibles de Rohm and Haas, Filadelfia, PA, USA. Los agentes espesantes adicionales adecuados para uso aqui
incluyen alginato sédico o goma arabiga, o derivados de celulosa, tales como metilcelulosa o la sal sédica de
carboximetilcelulosa, o algunos tipos de polimeros acrilicos. Se prefieren particularmente los espesantes que sufren
un cambio en la viscosidad al cambiar el pH. Los ejemplos de tales espesantes son conocidos por los expertos en la
técnica.

La composicién puede comprender una mezcla de dos o mas compuestos de formula (1).

La composicion puede comprender uno o mas agentes depilatorios adicionales, ademas del compuesto o
compuestos de férmula (). Por ejemplo, puede comprender un compuesto derivado de acido tioglicdlico, por ejemplo
tioglicolato de calcio. Sin embargo, en realizaciones preferidas, la composicion usada en el método de la presente
invencion esta sustancialmente libre de compuestos derivados de acido tioglicdlico, tales como sales de tioglicolato.

La composicion puede comprender ademas uno o mas excipientes opcionales seleccionados de fragancias,
estabilizantes, antimicrobianos, acondicionadores, estabilizadores de la emulsiéon, formadores de pelicula,
emulsionantes, antioxidantes, quelantes, agentes antiestaticos, agentes contra la formacién de tortas, tampones,
agentes para dar voluminosidad, absorbentes de UV, agentes humectantes, opacificadores, agentes
enmascarantes, agentes reductores, humectantes, agentes espumantes. Cada uno de estos componentes se puede
seleccionar de la lista INCI.

La composicion tiene adecuadamente un pH de 7 a 12, preferiblemente de 8 a 10, mas preferiblemente 8,5 a 9,5.

Esto es menor que el pH de las composiciones depilatorias de la técnica anterior, y esto es menos corrosivo para la
piel.

La composicion depilatoria de la presente invencién es de forma adecuada suficientemente suave para permitir
usarla en la cara del usuario. En particular, el método de la presente invencion se puede usar para la eliminacion del
pelo facial por los hombres, en lugar del afeitado. La provisién de una composicion depilatoria que tiene la eficacia
para eliminar pelo facial masculino resistente pero que es suficientemente suave para ser usada en la cara es una
ventaja significativa de la composicién de la presente invencion.

Cuando el método de la presente invencién se usa para eliminar pelo facial masculino, la composicién comprende
ademas preferiblemente un agente acondicionador, aunque en otras realizaciones también puede estar presente un
agente acondicionador.

Los agentes de acondicionamiento preferidos son compuestos de férmula:

en la que R1, R2, R® y R* son grupos alquilo opcionalmente sustituidos, y X" es un haluro. Preferiblemente, al menos
uno de R1, R2, R y R*es un grupo alquilo de Cg a Caa.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

ES 2398 632 T3

En algunas realizaciones especialmente preferidas, R' R? y R® es cada uno un grupo alquilo de C1 a C4 no
sustituido, y R*es un grupo alquilo de Cg a Cz4 no sustituido.

Preferiblemente, cada uno de R1, R? y R es etilo 0 metilo, y lo mas preferible metilo.
Preferiblemente, R* es un grupo alquilo de C1g a Cyo no sustituido, preferiblemente C12 a C+s, por ejemplo C14 a C1s.

X es preferiblemente bromuro, o especialmente cloruro. Los agentes de acondicionamiento preferidos son cloruro
de cetiltrimetilamonio y bromuro de cetiltrimetilamonio.

El agente de acondicionamiento puede estar presente de forma adecuada en una cantidad de 0,1 a 30% en peso,
adecuadamente de 0,5 a 20% en peso, preferiblemente de 1 a 10% en peso.

La composicién se puede proporcionar en cualquier forma adecuada. Por ejemplo, se puede proporcionar como un
gel, crema, locién, aerosol, pasta, aplicacion de bola o polvo.

De forma adecuada, se proporciona en la forma que se puede extender facilmente sobre la piel, pero que mantiene
su forma y posicion en la piel tras la aplicacion.

En la etapa (a) del método de la presente invencion, la piel se pone en contacto con la composiciéon durante un
periodo suficiente para efectuar la depilacion del pelo que crece sobre ella. Preferiblemente, la piel se pone en
contacto con la composicion durante un periodo suficiente para efectuar la eliminacion de al menos 5% de los pelos
que crecen sobre ella, preferiblemente al menos 10%, mas preferiblemente al menos 20%, por ejemplo al menos
30%, preferiblemente al menos 40%, y lo mas preferible al menos 50%. En realizaciones especialmente preferidas,
la composicion puede eliminar al menos 60% de los pelos que crecen sobre la piel en el area tratada con la
composicion, por ejemplo al menos 70%, preferiblemente al menos 80%, y lo mas preferible al menos 90%. En
algunas realizaciones, se puede eliminar sustancialmente todo el pelo, por ejemplo mas del 95%, mediante el
método de la presente invencion.

De forma adecuada, la etapa (a) comprende poner en contacto la piel con la composicion durante un periodo de
hasta 2 horas, por ejemplo hasta 90 minutos, preferiblemente hasta 60 minutos, por ejemplo hasta 50 minutos,
preferiblemente hasta 40 minutos, y lo mas preferible hasta 30 minutos.

La etapa (a) comprende poner en contacto la composicion con la piel durante un periodo de al menos 2 segundos,
mas preferiblemente al menos 5 segundos, por ejemplo al menos 10 segundos, mas preferiblemente al menos 30
segundos, por ejemplo al menos 1 minuto. Puede comprender poner en contacto la piel con la composiciéon durante
al menos 2 minutos, al menos 5 minutos, por ejemplo al menos 7 minutos, o al menos 10 minutos.

La composicion aplicada a la piel puede tener una temperatura de 0 a 50°C, por ejemplo 5 a 40°C, preferiblemente
10 a 30°C, preferiblemente 15 a 25°C. Adecuadamente se aplica a temperatura ambiente.

En la etapa (b), la composicion y el pelo atrapado se pueden eliminar de la piel por cualquier medio adecuado. Por
ejemplo, se pueden eliminar simplemente mediante aclarado con agua, o se pueden eliminar mediante raspado, por
ejemplo usando una espatula. Se pueden eliminar por frotamiento usando las manos, o se pueden eliminar pasando
un trapo de tela.

Se cree que en el método de la presente invencion, la accidn depilatoria se logra mediante escision oxidativa de los
enlaces de disulfuro de cisteina de la queratina en el pelo. Esto implica un mecanismo muy diferente a las
composiciones de la técnica anterior, en las que se reducen los enlaces de disulfuro. EI compuesto de férmula (la) o
(Ib) usado en la presente invencion es un oxidante. Preferiblemente, la composicion esta sustancialmente libre de
agentes reductores.

La presente invencion puede implicar el uso de un producto depilatorio que comprende un compuesto precursor y un
compuesto peroxidico, en el que el compuesto precursor se selecciona de un compuesto de formula (Illa) o (lllb), un
acido carboxilico o un derivado del mismo, acido carbénico o un derivado del mismo, un acido carbamico o un
derivado del mismo, una sal de cianato, amida o carbonato de amonio; y el compuesto peroxidico es un compuesto
seleccionado de perdxido de hidrégeno, o un compuesto que puede ser activado para proporcionar peroxido de
hidrégeno o el anién perhidroxi.

Los compuestos precursores y compuestos peroxidicos preferidos son como se definen aqui. En realizaciones
preferidas, el compuesto precursor se selecciona de carbonato de amonio, carbamato de amonio, un cianato de
metal divalente; un cianato de metal monovalente, y sus mezclas.

El producto depilatorio puede comprender dos composiciones para mezclarlas inmediatamente antes de la
aplicacion.

Adecuadamente, el producto depilatorio puede comprender una primera composicién que comprende un compuesto
precursor, y una segunda composicion que comprende un compuesto peroxidico.
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En algunas realizaciones preferidas, la primera composicion comprende una o mas sales de cianato de metal
alcalino. En algunas realizaciones preferidas, la segunda composiciéon comprende perdxido de hidrégeno.

Se pueden proporcionar otros ingredientes previamente mencionados aqui en una cualquiera o en cada una de las
composiciones primera y segunda. Las composiciones primera y segunda pueden ser composiciones liquidas que
sufren un cambio de viscosidad al mezclarlas.

Preferiblemente, cualquier cambio en la viscosidad es debido a un cambio del pH al mezclar las composiciones.

En algunas realizaciones alternativas, el producto depilatorio puede comprender una Unica composicion precursora
que se puede activar para formar una composicidon depilatoria activada. Tal composicién precursora puede
comprender, por ejemplo, un compuesto de peroxido estabilizado que solamente reacciona con el compuesto
precursor, por ejemplo, al exponerlo a agitacion al aire o aplicacién de una fuerza, por ejemplo una fuerza de
cizallamiento.

El compuesto precursor y/o el compuesto peroxidico se pueden encapsular de manera que los dos no reaccionen en
la Unica composicion precursora durante el almacenamiento. La composicién puede ser tal que, cuando se aplica
una fuerza de cizallamiento, por ejemplo a medida que la composicién se expele desde el recipiente (por ejemplo a
través de una boquilla o mecanismo de suministro de aerosol), los dos compuestos precursores y el compuesto
peroxidico son capaces entonces de reaccionar para formar el compuesto de férmula (1), que es el agente depilatorio
activo.

El compuesto precursor y el compuesto peroxidico se pueden mantener, como alternativa, en fases separadas de
una emulsion. La emulsién puede ser inducida a romperse por aplicacion de la fuerza de cizallamiento durante el
suministro de la composicioén a la piel, formando asi in situ el agente depilatorio activo.

En una realizacion alternativa, el producto depilatorio puede comprender una composicién sélida que comprende un
compuesto precursor soélido y un compuesto peroxidico sélido. El agente activo de formula (I) se puede generar
segun se desee antes de la aplicacion de la composicion a la piel mediante adicion de un diluyente.

Los diluyentes adecuados incluyen cualquier diluyente o vehiculo cosméticamente aceptable como se describe
anteriormente. En tales realizaciones, el producto cosmético puede comprender una composicion liquida separada,
ademas de la composicion solida; comprendiendo la composicion liquida un diluyente o mezcla de diluyentes para la
adicion a la composicién sélida antes de la aplicacién a la piel.

En algunas realizaciones especialmente preferidas, el producto depilatorio comprende una primera composicion
soélida que comprende uno o mas compuestos precursores, por ejemplo uno o mas cianatos de metal alcalino, y una
segunda composicion liquida que comprende un compuesto peroxidico, por ejemplo perdxido de hidrégeno.

Como se menciona anteriormente, las composiciones primera y/o segunda pueden comprender uno o mas
excipientes adicionales. Un espesante preferido para uso en la composicion solida es hidroximetilcelulosa.

Un método para preparar un producto depilatorio como se define aqui puede comprender mezclar una primera
composicion que comprende un compuesto precursor y una segunda composiciéon que comprende un compuesto
peroxidico.

En algunas realizaciones, el producto depilatorio se puede proporcionar en un recipiente de dos compartimientos, en
el que la primera composicion se mantiene en un primer compartimiento y la segunda composicién se mantiene en
un segundo compartimiento, del mismo recipiente. Preferiblemente, el recipiente de dos compartimientos esta
dispuesto para suministrar las composiciones primera y segunda al mismo lugar. Esto se puede lograr
proporcionando salidas adyacentes desde los compartimientos primero y segundo. Como alternativa, los
compartimientos primero y segundo se pueden disponer para suministrar las composiciones precursoras primera y
segunda a un pasaje comun, en el que se ponen en contacto antes de salir del recipiente a través de una Unica
salida. Los recipientes de dos compartimientos de este tipo son conocidos por la persona experta en la técnica. Un
ejemplo es un tubo exprimible (conocido como un “tubo dual”) que tiene dos compartimientos que comprenden las
dos composiciones precursoras. El hecho de exprimir el tubo provoca que las dos composiciones sean
suministradas a través de salidas adyacentes, de forma que entran en contacto inmediato entre si al salir del
recipiente. Otras realizaciones de los recipientes de dos compartimientos incluyen también botellas o botes para
contener cremas, geles o pulverizaciones que se proporcionan con un unico accionador que efectua el suministro de
las dos composiciones precursoras al mismo lugar via las mismas salidas o salidas adyacentes. Como alternativa, el
producto depilatorio de la presente invencién se puede proporcionar como dos composiciones separadas, que se
envasan de forma separada en recipientes individuales.

La presente invencién puede implicar el uso de un kit que comprende una composiciéon o un producto depilatorio
como se define aqui, e instrucciones para la eliminacién del pelo.

Cuando el producto depilatorio comprende dos composiciones precursoras, el kit puede comprender ademas
instrucciones para preparar la composicion depilatoria activa antes de la aplicacion. La composicién se puede
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preparar de forma adecuada inmediatamente antes de la aplicaciéon. La composicion depilatoria activa se puede
preparar hasta 12 horas antes de la aplicacion, por ejemplo hasta 8 horas, preferiblemente hasta 6 horas,
preferiblemente hasta 4 horas, por ejemplo hasta 2 horas, preferiblemente hasta 1 hora, por ejemplo hasta 30
minutos, y lo mas preferible hasta 10 minutos.

En realizaciones en las que el producto depilatorio comprende una composiciéon sélida que se debe mezclar con un
diluyente antes de la mezcla, el kit puede comprender ademas instrucciones para preparar la composicion
depilatoria activa. Opcionalmente puede comprender un recipiente y/o agitador para ayudar a la preparacion de
dicha composicion activa.

El kit puede comprender ademas una herramienta para ayudar a eliminar el pelo. Tales herramientas incluyen, por
ejemplo, una tela o una espatula de plastico, y son bien conocidas para los expertos en la técnica.

El kit puede comprender ademas un agente acondicionador para la aplicacion a la piel tras la eliminacion del pelo. El
agente acondicionador se puede proporcionar en una locién, o se puede impregnar en una toallita.

La presente invencion se describira ahora adicionalmente con referencia a los siguientes ejemplos no limitantes.

Ejemplo 1
Parte 1 Parte 2
100% | NaOCN | 49,38% H>0- (Disol. al 12%)
49,38% Agua
1,24% Laurilamidopropilbetaina
. Preparar la mezcla de tratamiento del pelo mezclando 1 gramo de Parte 1 y 9 gramos de Parte 2.
. El pH de la mezcla preparada es pH 9.
. Sumergir 1 gramo de pelo en la mezcla y dejar a temperatura ambiente durante 15 minutos.
. Aclarar con agua fria o tibia.

El pelo parece desintegrarse para formar una pasta de material proteinoso. Se decoloré y se hinché hasta cinco
veces su volumen original. El pelo se rompi6 con muy poca fuerza — simplemente aclarando con agua.

Ejemplo 2
Parte 1 Parte 2
100% | NaOCN | 29,41% H>0- (Disol. al 12%)
69,41% Agua
1,18% Laurilamidopropilbetaina
. Preparar la mezcla de tratamiento del pelo mezclando 1,5 gramo de Parte 1 y 8,5 gramos de Parte 2.

. El pH de la mezcla preparada es pH 9,3.
. Sumergir 1 gramo de pelo en la mezcla y dejar a temperatura ambiente durante 30 minutos.
. Aclarar con agua fria o tibia.

Como en el ejemplo 1, el pelo estaba visiblemente dafiado hasta un grado que indicé que esta composicion seria
adecuada para eliminar el pelo de la piel.

11
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Ejemplo 3

Parte 1 Parte 2

100% | NaOCN | 74,44% H-O: (Disol. al 12%)

24,44% Agua

1,12% Laurilamidopropilbetaina

Preparar la mezcla de tratamiento del pelo mezclando 1 gramo de Parte 1 y 9 gramos de Parte 2.
El pH de la mezcla preparada es pH 9,4.
Sumergir 1 gramo de pelo en la mezcla y dejar a temperatura ambiente durante 5 minutos.

Aclarar con agua fria o tibia.

Como en el ejemplo 1, el pelo estaba visiblemente dafiado hasta un grado que indicé que esta composicion seria
adecuada para eliminar el pelo de la piel.

Ejemplo 4

Parte 1 Parte 2

100% | KOCN | 49,38% H.O:> (Disol. al 12%)

49,38% Agua

1,24% Laurilamidopropilbetaina

Preparar la mezcla de tratamiento del pelo mezclando 1 gramo de Parte 1 y 9 gramos de Parte 2.
El pH de la mezcla preparada es pH 9,7.
Sumergir 1 gramo de pelo en la mezcla y dejar a temperatura ambiente durante 15 minutos.

Aclarar con agua fria o tibia.

Como en el ejemplo 1, el pelo estaba visiblemente dafiado hasta un grado que indicé que esta composicion seria
adecuada para eliminar el pelo de la piel.

Ejemplo 5

Parte 1 Parte 2

100% | NaOCN | 49,32% H.O:> (Disol. al 12%)

49,32% Agua

1,23% Laurilamidopropilbetaina

0,13% Acido acético

Preparar la mezcla de tratamiento del pelo mezclando 1 gramo de Parte 1y 7 gramos de Parte 2.
El pH de la mezcla preparada es pH 8.
Sumergir 1 gramo de pelo en la mezcla y dejar a temperatura ambiente durante 15 minutos.

Aclarar con agua fria o tibia.
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Como en el ejemplo 1, el pelo estaba visiblemente dafiado hasta un grado que indicé que esta composicion seria
adecuada para eliminar el pelo de la piel.

Ejemplo 6
Parte 1 Parte 2
100% | NaOCN | 49,08% H>0- (Disol. al 12%)
49,08% Agua
1,23% Laurilamidopropilbetaina

0,61% 2-amino-2-metil-1-propanol
. Preparar la mezcla de tratamiento del pelo mezclando 1 gramo de Parte 1y 7 gramos de Parte 2.
. El pH de la mezcla preparada es pH 11.
. Sumergir 1 gramo de pelo en la mezcla y dejar a temperatura ambiente durante 15 minutos.
. Aclarar con agua fria o tibia.

Como en el ejemplo 1, el pelo estaba visiblemente dafiado hasta un grado que indicé que esta composicion seria
adecuada para eliminar el pelo de la piel.

Ejemplo 7

Se preparé un producto depilatorio que comprende una composicion en polvo como parte 1 y una composicion
liqguida como parte 2 segun lo siguiente:

Parte 1 - Polvo depilatorio
Cantidad en Parte Cantidad en la mezcla final
Cianato sédico 51,7% 15%
Cianato potasico 34,5% 10%
Hidroxietilcelulosa 13,8% 4%
Parte 2 - Disolucion depilatoria
Cantidad en Parte |Cantidad en la mezcla final
Perdxido de hidrégeno, disolucion al 12% 46,9% 33,3%
Agua 47,5% 33,7%
Cloruro de cetiltrimetilamonio, disolucién al 25% en peso en 5,6% 4%
agua

Se mezclaron 2,9 g de Polvo Depilatorio con 7,1 g de Disolucion Depilatoria, y se agité durante 10 a 20 segundos
para obtener una pasta. Esta se aplicé a la pierna de un usuario inmediatamente, y se dejé permanecer en la piel
durante 5 a 10 minutos antes de aclarar con agua tibia. En el area de la piel asi tratada, sustancialmente se elimino
todo el pelo. No se observd irritacion de la piel.

Ejemplo 8

Se preparé un producto depilatorio que comprende una composicion en polvo como parte 1 y una composicion
liqguida como parte 2 segun lo siguiente:
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Parte 1 Polvo depilatorio
Cantidad en Parte| Cantidad en la mezcla final
Cianato potasico 83,3% 20%
Hidroxietilcelulosa 16,7% 4%
Parte 2 Disolucion depilatoria
Cantidad en Parte | Cantidad en la mezcla final
Peroxido de hidrégeno, disolucién al 12% 43,8% 33,3%
Agua 50,9% 38,7%
Cloruro de cetiltrimetilamonio, disolucién al 25% en peso en agua 5,3% 4%

Se mezclaron 2,4 g de Polvo Depilatorio con 7,6 g de Disolucion Depilatoria, y se agito durante 10 a 20 segundos
para obtener una pasta. Esta se aplicé inmediatamente a la pierna de un usuario durante 5 a 10 minutos antes de
aclarar con agua tibia. En el area de la piel asi tratada, sustancialmente se eliminé todo el pelo. No se observé

irritacion de la piel.
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REIVINDICACIONES
1. Un método para eliminar pelo de la piel, comprendiendo el método las etapas de:
a) poner en contacto la piel con una composiciéon que comprende un compuesto de férmula (la) o (Ib):
(R-S02-007),M™ (la)
(R-CX-007),M™ (Ib);
y
b) eliminar dicha composicion de la piel junto con pelo atrapado;

en el que X puede ser O, S o NR1, nes 1, 2 6 3, M puede ser hidrégeno, un metal alcalino, un metal divalente,
N(R?), un grupo alquilo o arilo opcionalmente sustituido, o un grupo de férmula RC=X;

cada uno de R’ y R? se selecciona de hidrégeno y un grupo alquilo opcionalmente sustituido; en el que cada R se
selecciona independientemente de un grupo de formula RsNH, un grupo alquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo o
heterociclico no aromatico opcionalmente sustituido, hidroxido, un atomo de hidrégeno, o un grupo que tiene la
férmula (11):

O O

N N

R4
(.

en el que cada R* representa independientemente un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo; p es de 0 a 30, y cada
R® se selecciona independientemente de un grupo alquilo, arilo, heteroalquilo, cicloalquilo o heterociclico no
aromatico opcionalmente sustituido, hidréxido, un atomo de hidrégeno o un grupo de férmula (11).

2. Un método segun la reivindicacion 1, en el que la composicion usada en la etapa (a) el compuesto de formula (la)
o (Ib) se genera in situ mediante la reaccion de un compuesto precursor con un compuesto peroxidico.

3. Un método segun la reivindicacion 2, en el que el compuesto precursor se selecciona de un acido carboxilico o un
derivado del mismo; acido carbdnico o un derivado del mismo; un acido carbamico o un derivado del mismo; una sal
de cianato, amida o carbonato de amonio, o un compuesto de formula (Illa) o (llIb):

R-SO,-L (Illa)
R-CX-L (llib)

en las que L es un resto desplazado por el anion "OOH; y el compuesto peroxidico es un compuesto seleccionado
de perdxido de hidrégeno, o un compuesto que puede ser activado para proporcionar peroxido de hidrégeno o el
anién perhidroxi.

4. Un método segun la reivindicacion 2 o reivindicacion 3, en el que el compuesto precursor se selecciona de un
acido carboxilico, acido carbonico, acido carbamico, una sal de carbonato, una sal de cianato, amidas y carbonato
de amonio.

5. Un método segun la reivindicacion 4, en el que el compuesto precursor se selecciona de una sal de cianato, acido
carbonico o carbonato de amonio.

6. Un método segun cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, en el que el compuesto peroxidico es peroxido de
hidrégeno.

7. Un método segun cualquier reivindicacion anterior, en el que la composicion que esta en contacto con la piel en la
etapa (a) se prepara a partir de una primera composicion que comprende un compuesto precursor y una segunda
composicion que comprende un compuesto peroxidico.

8. Un método segun la reivindicacion 7, en el que la primera composicién comprende uno o mas de carbonato de
amonio, carbamato de amonio, un cianato de metal divalente y un cianato de metal monovalente.
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9. Un método segun la reivindicacion 8, en el que la primera composicion comprende cianato de sodio, cianato de
potasio o una mezcla de los mismos.

10. Un método segun cualquier reivindicacion anterior, en el que la composicion que esta en contacto con la piel en
la etapa (a) tiene un pH de 8 a 10.

11. Un método segun cualquier reivindicacion anterior, para la eliminacion de pelo facial masculino.
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